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の波長を用いた KrF（λ=248nm）や ArF（λ=193nm）、そして ArF 液浸リソグラフィの時代には化学増幅型
レジストが主流となった。化学増幅型レジストでは光反応により発生した酸が拡散となり、脱保護反応が
進行し、高感度化が得られる優れたレジストである。 

















32nm 1：1 L/S の現像過程観察を可能にした。更に、この方法を近年リソグラフィ業界において注目され
ている有機溶剤現像液へ応用できるのに、関連している課題を解決できた。その結果、アルカリ水溶性だ
けでなく、有機溶媒現像液に対応できる手法を実現できた。 










  最後に全体の結論として、HS-AFM によるレジストパターン形成過程の観察・解析方法を確立できた。
この解析方法より得られた情報を基に、材料・プロセス開発の RLSのトレードオフ改善にフィードバックし、
大いに貢献している。 
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